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【手続補正書】
【提出日】平成27年4月17日(2015.4.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　研磨を制御する方法であって、
　基準スペクトルのライブラリを生成することであって、
　　少なくとも１つの基準スペクトルを記憶することと、
　　基板表面の前の光路中の構成要素の変動によってもたらされるスペクトルに対するひ
ずみを表す、複数の異なる透過率曲線を記憶することと、
　　前記複数の異なる透過率曲線のうちの少なくとも２つの透過率曲線に対して、前記基
準スペクトルおよび前記透過率曲線から修正された基準スペクトルを計算して、複数の修
正された基準スペクトルを生成することとを含む、生成することと、
　基板を研磨することと、
　前記基板からの光のスペクトルのシーケンスを研磨中に測定することと、
　前記スペクトルのシーケンスの測定スペクトルごとに、前記複数の修正された基準スペ
クトルから最も良く一致する基準スペクトルを見いだして、最も良く一致する基準スペク
トルのシーケンスを生成することと、
　前記最も良く一致する基準スペクトルのシーケンスに基づいて研磨終点または研磨速度
調整の少なくとも一方を決定することと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記異なる透過率曲線が１つまたは複数のウインドウの透過率の変動を表す、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記異なる透過率曲線が研磨パッドのウインドウの異なる経時期間におけるスペクトル
に対するひずみを表すか、または前記異なる透過率曲線が異なるウインドウを表す、請求
項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記異なる透過率曲線が光源からのバルブの異なる経時期間におけるスペクトルに対す
るひずみを表す、請求項１に記載の方法。
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【請求項５】
　前記修正された基準スペクトルを計算することが前記基準スペクトルを前記透過率曲線
で乗算することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記透過率曲線が波長の関数として０と１の間の比として記憶される、請求項５に記載
の方法。
【請求項７】
　基準スペクトルのライブラリを生成する方法であって、
　少なくとも１つの基準スペクトルを記憶することと、
　基板表面の前の光路中の構成要素の変動によってもたらされるスペクトルに対するひず
みを表す、複数の異なる透過率曲線を生成および記憶することであって、前記複数の異な
る透過率曲線を生成することが、インシトゥ光学モニタシステムを使用してテスト基板か
らの基本スペクトルを測定することと、異なる時間に前記インシトゥ光学モニタシステム
を使用して、同一のテスト基板または同一材料の別のテスト基板からの１つまたは複数の
追加のスペクトルを測定することと、前記基本スペクトルおよび前記１つまたは複数の追
加のスペクトルから前記透過率曲線を計算することとを含む、生成および記憶することと
、
　前記複数の異なる透過率曲線からの少なくとも２つの透過率曲線ごとに、前記基準スペ
クトルおよび前記透過率曲線から修正された基準スペクトルを計算し、複数の修正された
基準スペクトルを生成することと、
を含む、方法。
【請求項８】
　前記透過率曲線を計算することが、前記追加のスペクトルが分子にあり、前記基本スペ
クトルが分母にある除算演算を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記基本スペクトルとして前記ウインドウの同一経時期間における第１の暗スペクトル
を測定することと、前記追加のスペクトルとして前記ウインドウの同一経時期間における
第２の暗スペクトルを測定することとをさらに含み、前記透過率曲線を計算することが、

を計算することを含み、式中、Ａは前記追加のスペクトル、ＤＡは前記第２の暗スペクト
ル、Ｂは前記基本スペクトル、およびＤＢは前記第１の暗スペクトルである、請求項７に
記載の方法。
【請求項１０】
　機械可読ストレージメディアで具現された、研磨を制御するためのコンピュータプログ
ラム製品であって、
　プロセッサに、基準スペクトルのライブラリを生成させるための命令であって、
　　少なくとも１つの基準スペクトルを記憶させ、
　　基板表面の前の光路中の構成要素の変動によってもたらされるスペクトルに対するひ
ずみを表す、複数の異なる透過率曲線を記憶させ、および
　　前記複数の異なる透過率曲線のうちの少なくとも２つの透過率曲線に対して、前記基
準スペクトルおよび前記透過率曲線から修正された基準スペクトルを計算して、複数の修
正された基準スペクトルを生成させる命令を含む、生成させるための命令と、
　プロセッサに、前記基板の研磨中に基板からの光のスペクトルのシーケンスの測定値を
受け取らせるための命令と、
　プロセッサに、前記スペクトルのシーケンスの測定スペクトルごとに、前記複数の修正
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された基準スペクトルから最も良く一致する基準スペクトルを見いだして、最も良く一致
する基準スペクトルのシーケンスを生成させるための命令と、
　プロセッサに、前記最も良く一致する基準スペクトルのシーケンスに基づいて研磨終点
または研磨速度調整の少なくとも一方を決定させるための命令と、
を含む、コンピュータプログラム製品。
【請求項１１】
　前記異なる透過率曲線が１つまたは複数のウインドウの透過率の変動を表す、請求項１
０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１２】
　前記異なる透過率曲線が研磨パッドのウインドウの異なる経時期間におけるスペクトル
に対するひずみを表すか、または前記異なる透過率曲線が異なるウインドウを表す、請求
項１１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１３】
　前記異なる透過率曲線が光源からのバルブの異なる経時期間におけるスペクトルに対す
るひずみを表す、請求項１０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１４】
　機械可読ストレージメディアで具現された、基準スペクトルのライブラリを生成するた
めのコンピュータプログラム製品であって、
　プロセッサに、少なくとも１つの基準スペクトルを記憶させる命令と、
　プロセッサに、基板表面の前の光路中の構成要素の変動によってもたらされるスペクト
ルに対するひずみを表す、複数の異なる透過率曲線を生成および記憶させる命令であって
、前記複数の異なる透過率曲線を生成する命令が、インシトゥ光学モニタシステムを使用
してテスト基板からの基本スペクトルの測定値を受け取らせ、異なる時間に前記インシト
ゥ光学モニタシステムを使用して、同一のテスト基板または同一材料の別のテスト基板か
らの１つまたは複数の追加のスペクトルの測定値を受け取らせ、および前記基本スペクト
ルおよび前記１つまたは複数の追加のスペクトルから前記透過率曲線を計算させる命令を
含む、生成および記憶させる命令と、
　プロセッサに、前記複数の異なる透過率曲線からの少なくとも２つの透過率曲線ごとに
、前記基準スペクトルおよび前記透過率曲線から修正された基準スペクトルを計算し、複
数の修正された基準スペクトルを生成させる命令と
を含む、コンピュータプログラム製品。
【請求項１５】
　前記透過率曲線を計算させる命令が、前記追加のスペクトルが分子にあり、前記基本ス
ペクトルが分母にある除算演算を実行させる命令を含む、請求項１４に記載のコンピュー
タプログラム製品。
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